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št-ucluje sa možnost: stanovenia chemickej odolnosti skiel pomocou 
rciclion-ukliclii 85Kr, ktorý sa včlení clo povrchu vzorky iónovým 
ostrelovaním v Teslovom výboji. Pokles relatívnej radioaktivity vzoriek 
indikuje stupeň oclbúrania ich povrchu vplyvom chemiclcých reakcií 
alebo fyzikálnych procesov. U štyroch clriihov skiel sa študovala ich 
odolnost: voči atmosferickým vplyvom, vode, kyselinám a alkáliám. 
Poraclie odolnosti, stanovené navrhovanou rýchlou metóclou, je v zhocle 
s. normovými skúškami.

ÚVOD 

Rádioaktívne izotopy aerogénov sa ukázali ako vhodný prostriedok vo 
funkcii univerzálneho stopovača po ich včlenení do tuhých látok. Obzvlášť 
výhodný z nich je radioaktívny izotop kryptónu - 85Kr, pretože má dlhý 
poločas rozpadu (T = 10,3 rokov), ako makký beta žiarič nevyžaduje osobitné 
bezpečnostné opatrenia pri práci a má vhodné vlastnosti pre detekciu. Pre 
uvedené výhody sa v uplynulých rokoch vypracovalo niekofko metód na 
začlenenie 85Kr do tuhých látok [l, 2]. Tieto nosiče, nazývané v odbornej 
literatúre „radioaktívne kryptonáty", našli vhodné použitie ako indikátory 
pri odmerných analytických stanoveniach, pri rýchlom stanovení koncentrácie 
zložiek kvapalných a plynných zmesí, pri sledovaní rýchlosti extrém!J.e poma­
lých reakcií a pod. [2, 3]. Obzvlášť výhodné je použitie kryptonátov pre de­
tekciu fyzikálnych alebo chemických procesov, pri ktorých nastane odbúranie 
vefmi tenkých povrchových vrstiev tuhých látok. 

V predkladanej práci sme sa pokúsili vyznačiť možnosti uplatnenia tejto 
techniky pri štúdiu chemickej odolnosti skiel. 

TEORETICKÁ ČASŤ 

Rádioaktívny nuÍdid 85Kr možno včleniť do tuhých látok niekofkými spó­
sobmi: ostrefovaním iónmi 85Kr urýchlenými v jednosmernom potenciálnom 
poli [4), v Teslovom výboji [5], difúziou 85Kr do tuhých látok [4), kryštalizáciou 
tuhých látok z tavenín a roztokov [6) a nakoniec kondenzáciou tuhých látok 
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v atmosfére kryptónu [7]. Pod určitou teplotou zostáva 85Kr pevne začlenený 
v štruktúre tuhého nosiča. Pri ostrefovacej a difúznej technike vniká 85Kr len 
do malých hÍbok a zostáva koncentrovaný v úzkej povrchovej vrstve tuhého 
nosiča. Pri odbúraní častí tejto povrchovej vrstvy fyzikálnym alebo chemic­
kým procesom nastáva uvofnenie alikvotného podielu lU'yptónu a tým aj 
pokles radioaktivity nosiča. Tento pokles relatívnej aktivity je úmerný hrúbke 
odbúranej povrchovej vrstvy a rýchlosť poklesu aktivity je funkciou rýchlosti 
reakci� tuhého nosiča s prostredím [8]. 

Ak distribúcia relatívnej radioaktivity (Ir) v nosiči v hÍbke od povrchu 
nosiča (x) je daná funkciou. 

Ir = J (x), (1) 
bude rýchlosť poklesu jeho aktivity, pri odbúraní jeho povrchu rýchlosťou 
dx/dr: 

dir dir dx 
ili 

= 
dx • dr (2) 

kde r značíme čas. Vo vzťahu (2) je prvý člen pravej strany podfa možných 
teoretických predpokladov [19) identickou funkciou u rozných vzoriek mate­
riálov rovnakého typu (napr. kremičité sklá), a je daná technikou a para­
metrami ostrefovania. Platí 

dir = df(x) = 
F(x).dx dx 

Zo vzťahov (3) a (2) získame pre diferenciálnu zmenu aktivity 
dir = F(x) . dx 

a pre konečné zmeny 
X 

(3) 

(4) 

!).Ir = f F(x) dx = G(x). (5) 
o 

Vyhodnocovanie experimentov sa zakladá na vzťahoch (4) a (5). Vačší úbytok 
relatívnej aktivity poukazuje na hlbšie prereagovanie povrchu, t. j. metóda 
poskytuje priamu možnosť porovnania odolnosti neznámych vzoriek. Pri 
vyšetrení vzoriek známej odolnosti je možno získať kvantitatívny vzťah napr. 
medzi výluhom a poklesom aktivity -:- dosiahnutým za definovaných podmie-
nok experimentu. 

Uvedené vlastnosti radioaktívnych kryptonátov naznačujú ich výhodnú 
použitefnosť pre štúdium vefmi pomalých reakcií tuhých látok, alebo takých 
reakcií, ktoré zasiahnu len ich vefmi tenkú povrchovú vrstvu. Nakofko sa 
u korózie skiel jedná tiež o procesy odbúravania vefmi tenkých povrchových
vrstiev, predpokladala sa aplikovatefnosť tejto techniky pre stanovenie
chemickej odolnosti týchto látok [9).

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Pr íprava radioakt ívnych kryptonátov skie l  
Difúzna technika 
Študovala sa možnosť kryptónovania skiel difúznou technikou pri zvýšenom 

tlaku (4..:._5 kp . cm-2) a zvýšených teplotách. Kryptónovanie sa uskutočnilo 
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v ocerovej bombičke. Ampulka obsahovala kryptón s obsahom asi 5 % ssKr 
o celkovej aktivite cca 147 mCi. V uvedenej bombičke sa kryptónovali štyri
druhy skla (tabuTové sklo, laboratórne sklo Jena Schott [v ďalšom označované
len ako Jena Schott], Sial a kremenné sklo). Zo štúdia vyplýva, že touto tech­
nikou nie je možné pohodlne získať zo skiel kryptonáty dostatočnej aktivity
pod teplotou malmutia skla. V tab. I uvádzame aktivity skiel, získané pri
kryptónovaní po dobu 48 hodín pri teplote 1000 °C, ktorá teplota hola pre
prvé dva druhy skiel nad teplotou ich maknutia.

Tabulka 1 

Výsledky kryptónovania róznych skiel difúznou technikou 
(teplota 1000 °0, tlak cca 5 kp. cm-2, doba kryptónovania 

48 hodín 

Vzorka 
Váha vzorky Aktivita Merná aktivita 

[g] [imp .. min-I] [imp . min-I . g-IJ 

Sia.J o, 7648 3684 4816 
Jena-Schott 0,6575 5924 9010 
kremenné sklo 0,5553 247 445 
tabulové sklo 1,1426 212 181 

Ostrerovacia technika 

Technikou vyvinutou Jechom [5, 10) sa kryptónovali mikroskopické sklíčka 
v zariadení podra obr. 1 v Teslovom výboji pri tlakoch 10-2 až 10 torr. Zo 
štúdia vyplýva, že najvyššia účinnosť kryptónovania sa dosiahne pri tlaku kryp­
tónu 10-1 torr a pri použití plošných elektród (vnútornej i vonkajšej). Výsledná 
aktivita stúpa s dobou ostrefovania (obr. 2). Vyššia aktivita, dosiahnutá za 
rovnakých podmienok ostrefovania nie je v súvislosti s chemickou odolnosťou 
materiálu. 

Obr. 1. Schéma zariadenia pre iónové ostrelovanie: 1 - plochá elektróda, 2 - vzorka,
3 - zásobník s 85l(r, 4 - aktívne uhlie, 5 - kovové Ca na odstránenie kyslíka a dusíka
z atmosféry, 6 - slclená vata, 7 - Pt-kontakt, 8, 9 - vákuové kohúty, 10 - zábrusový spoj,

11-zábrus.
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Odolnosť  sk ie l  voči  atmosfer ickým vplyvom 

Ostrefovaciou technikou pripravené kryptonáty skiel (štvorčeky povrchu cca 
2 x 1 cm2 

- vyrezané z nepoužitých komerčných sklenených výrobkov) holi 
vystavené zvetrávaniu počas 30 dní pri laboratórnej teplote a to v atmosfére 
suchého vzduchu (nad granulovaným CaCh- CH

2
0 = 200 mg . m-3), v atmo­

sfére nasýtenej vodnej pary a v laboratórnej atmosfére. Aktivita skiel sa 
merala priebežne. Ako najodolnejšie sa ukázalo kremenné sklo - ktoreho akti-

10 
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Obr. 2. Záv·islost mernej aktivity (S) skiel ocl cllžky ostrelovania v Teslovom výboj-i: 
1 - kremenné sklo, 2 - Jenct-Schott, 3 - Sial, 4 - tahulové sklo. 

vita klesala najpoma1ejšie. Oclolnosť ostatných vzoriek klesala v poradí: 
Jena-Schott, Sial, tabufové sklo. Poradie bolo rovnaké i v suchej a laboratórnej 
atmosfére (tab. II). V shode s doterajšími skúsenosťami [11, 18] možno štu­
dovanou technikou jeclnoznačne potvrcliť, že vo vlhkej atmosfére postupuje 
zvetrávanie povrchu skla intenzívnejšie. Pozorovatefné rozdiely v poklese 

Tabulka II 

I'o!dos relatín10jradioa.ktivity (I,) vzoriek skla, 
exponovaných na róznych atmosférach po čas 35 dní pri laboratórnej teplote 

Pokles relatívnej aktivity I, [%] 
Druh skla 

suchý vzduch I laborat. atm. I vlhký vzduch

Kremenné sklo 19,0 26,7 29,l 
Laboratórne sklo 

Jena-Schott 24,3 30,5 33,2 
Sial 26,2 32,5 36,0 
Tabufové sklo :is,7 46,2 49,0 

-· 

relatívnej aktivity se prejavia už po l-2cl1'í.ovej expozícii v študovanej atmo­
sfére. 
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Stanoven_i e  odol nóst i  skie l  oprot i  vode 
Pri styku vody so sklom nastáva výmena iónbv alkalických kovov na po­

vrchu skla za vodíkové ióny: 

(sklo-Me) + HOH - (sklo-R) + MeOHťOztok (4) 

.za vzniku filmu gélu ·kyseliny kremičitej. Ďalší proces vyluhovania alkálií 
postupuje difúznym mechanizmom [12] cez rastúcu vrstvu tohoto filmu 
hlavne pri nízkych teplotách, t. j. pod .80 °C [13]. Nad touto teplotou nastáva 
hlbšie rozrušenie skla vylúžením. alkalických zemín a postupným odbúravaním 
kremičitej kostry skla. Podobne aj pri dlhodobom pósobení vody je pozorova­
tefné poma.lé odbúravanie kremičitého povrchového filmu. 

5 10 15 20 

3 

z 

25 h 

Obr. 3. Pokles relatívnej aktivity (I,) s doboii expozície vzoriek v destilovanej vode pri 
laboratórnej teplote: 1 - kremenné sklo, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - tabulové sklo. 

Stanovenie chemickej odolnosti skiel je predpísané ČSN 70 0531 (1961) 
a spočíva v cfrvení skla, triedení na sitách, vážení drti, ktorá se potom varí 
60 minút v destilovanej vode. Vo výluhu sa stanovia alkálie titráciou 0,01 
N HCI. Podra spotreby titračného činidla sa triedia sklá do piatich tried 
odolnosti. Normová skúška zohrad1'íuje len množstvo vylúžených alkálií. 

Študované vzorky skiel holi vystavené účinku destilovanej vody pri labo­
ratórnej teplote počas 30 dní. Už po jednohodinovej expozícii nastáva znatefný 
pokles relatívnej aktivity vzoriek, postačujúci pre detekciu odolnosti: kre­
menné sklo 0,7 %, Sial 1,5 % (I. odolnostná trieda), Jena-Schott 1,7 %, 
tabufové sklo 3 % (IV. oclolnostná trieda) za 1 hodinu (obr. 3) [17]. Pri 100 °C 
je rýchlosť procesu dvojnásobná až štvornásobná (12]. Skúška pomocou rádio­
aktívnych kryptonátov je vo vybavenom laboratóriu rýchla a pohodlná a zo­
hladňuje celkový proces deštrukcie povrchu. 

Stanovenie  odolnost i  s kie l  oprot i  kyse l inám 

Účinok kyselín na povrch skla je podobný účinku vody s tým, že vazby 
Si-O-Si nepodliehajú zmenám a povrch skla sa pokryje postupne vrstvičkou 
kyseliny kremičitej. Ďalej na rozdiel od vplyvu vody vylúhujú sa kyselinami 
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aj ióny AlH, ióny alkalických zemín a niektoré iné zložky. Chemická povaha 
silných minerálnych kyselín sa prejavuje v rýchlosti napadnutia len málo 
s výnimkou kyseliny fluorovodíkovej a kyseliny fosforečnej, ktoré napadajú 
aj kremičitú zložku skla [12]. 

Podl'a CSN 70 0533 sa stanovuje odolnosť skiel proti kyselinám úbytkom 
váhy vzoriek (povrchu asi 400 cm2) po trojhodinovom vare v 20,4%nej ky­
seline chlorovodíkovej [15]. Podl'a rozdielu úbytku váhy oproti slepému po­
kusu - prepočítanej na 100 cm2 povrchu vzorky - sa zatrieďujú sklá do troch 
odolnostných tried. Presnosť metódy nie je vysoká pre malé váhové úbytky 
(0,70 - 1,50 mg/100 cm2). 

60 

2 

3 

S
0
'----5�--1�0--�15--�20--�25-h:--� 

Obr. 4. Pokles i·elatívnej rádioaktivity vzoriek (Ir) s dobou ich expozície v I N HCI pri la­
laboratórnej teplote: 1 - kremenné sklo, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - tabulové sklo. 

Odolnosť oproti kyselinám možno uskutočniť pomocou kryptónovaného skla 
so vzorkami o povrchu 1-3 cm3• Vyšetrili sme aktivity študovaných štyroch 
druhov skiel v 0,1 a 1,0 m HCI v závislosti od doby pósobenia za laboratórnej 
teploty [17]. Po jednohodinovom pósobení 1 m HCI sa pozoroval pri kremen­
nom skle pokles relatívnej aktivity o 2 %, pri skle Jena-Schott o5 %, Sial 
o 6 % a pri tabuiovom skle o 10,3 %- Aj pri dlhodobom pósobení sa zachová
toto poradie odolnosti študovaných materiálov (obr. 4). Zo štúdia vyplýva
citlivosť študovanej metódy pre stanovenie odolnosti skiel voči kyselinám.

Stanovenie  odolnost i  sk ie l  oprot i  a lkál iám 

Alkalické prostredie napadá kremičitú steť skiel, ostatné zložky skla pre­
chádzajú taktiež do roztoku. Týmto vplyvom sa odbúrava celý povrch skla 
bez zbytku, čím sa pozoruje lineárny pokles váhy vzoriek s dobou pósobenia 
alkálií. 

Stanovenie odolnosti skiel je upravené ČSN 70 0533 [16]: vzorky o povrchu 
10-20 cm2 sa varia v striebornej nádobe 3 hodiny v roztoku 1 N NaOH+ 1 N
Na2CO3 . Podra úbytku váhy, ktorý je rádove 100 mg /100 cm2, sa zatrieďujú
sklá do troch odolnostných tried.

V rámci tejto práce sa študoval vplyv 0,01 N, 0,1 N a lN NaOH na štyri 
druhy kryptónovaných skiel pri laboratórnej teplote. Účinok roztokov je značný. 
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Zo získaných výsledkov uvádzame časovú závislosť poklesu relatívnej aktivity 
skiel, uložených v 1 n NaOH (obr. 5). Odolnosť oproti alkáliám možno navrho­
vaným postupom stanoviť za jedinú minútu. Za desať minút klesla aktivita 
u taburového skla o 16 %, u skla Sial o 26 %, u Jena-Schott o 32 % a u lue­
menného skla o 41 %- Výsledky sú v súhlase s klasickou metódou podra
ktorej patrí taburové sklo do I., a Sial do II. odolnostnej triedy [ll].

m�-------- ----� 

1, 

[l 

Obr. 5. Pokles relativnej aktivity (Ir) vz01·iek s dobou ich expozicie v 1 N NaOH p1·i labo­
ratórnej teplote: 1 - kremenné sklo, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - tabulové sklo. 

DISKUSIA 

V laboratóriu vybavenom pre kryptónovanie v Teslovom výboji a pre 
meranie aktivity makkého beta žiarenia 85Kr možno získať dostatočné aktivity 
kryptonátov skiel ostrerovaním vzoriek počas 2-3 minút. 

Pokles relatívnej radioaktivity vzoriek, vystavených koróznym vplyvom 
atmosférickým, alebo vplyvom kvapalných prostredí, citlivo indikuje napad­
nutie povrchu materiálov. 

Stanovenie odolnosti skla navrhnutou metódou oproti roztoku určitého 
činidla pozostáva z nasledovných úkonov: 

a) nakryptónovanie doštičiek skla (priemeru cca 15 mm) v Teslovom
výboji,

b) meranie radioaktivity vzoriek GM-počítačom,
c) uloženie vzoriek do skúšaného činidla na definovanú dobu,
d) opatovné meranie ich radioaktivity po opláchnutí napr. alkoholom

a vysušení.
Rozdiel radioaktivity vzorky pred a po účinku činidla je úmerný stupňu 

napadnutia povrchu. Pri stanovení nezáleží ani na dodržaní presnej verkosti 
povrchu vzoriek, ani na ich hrúbke alebo váhe. 

Pri štúdiu vplyvu vody, kyselín a zásad sa overila popísaná metóda ako 
vhodná na stanovenie odolnostných tried skiel. Za použitia zvýšených teplot -
ako pri normových skúškach - bude účinok činidiel ešte intenzívnejší (dvoj-

Silikáty 1, 1971 71 



V. Jesenák, J. Tolgyessy, Št. Varga, B. Síleš:

násobný až čtvornásobný) a stanovenie odolnosti bude možné uskutočniť 
priebehom niekofkých minút. 

Treba zdorazniť, že metódy stanovenia chemickej odolnosti skiel sú kon­
venčné. leh výsledok závisí predovšetkým od celkového množstva zložiek 
vyplavených z povrchu. Poradie odolnosti dvoch skiel može byť rozne v zá­
vislosti od použitej metódy stanovenia. Študovaná metóda je citlivá už na 
odstráuenie jednotiek mikrogramov zo štvorcového centimetra povrchu 
vzorky! 

Navrhnutá metóda [9] bude aplikovatefná aj pre štúdium chemickej odol­
nosti smaltov a glazúr, kde táto vlastnosť - hlavne pri zariadeniach chemic­
kého priemyslu - je základným parametrom. 
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Pap:rroHy1mHA ncTynnJI n CTeHJia n pa3JHl/\e 'J.'ecJ11,r, rrpH'JCM rJiy6mrn npomnmonemrn 
rrymmAa COCTaBJI/IC'f rrpH6JIH3HTCJll,HO 10 Jtr/cM2. PaapywemrnM nonepxHOC'fHLIX CJIO�B 
CTeRJia Xl!MIJqecIUIM HJIH <Jrna11qecIOlM crroco6oM BJ,J):(eJIHC'fC/I 8JIIIHBOTII8/I AOJI/I Hpl111'fOHa 
u nponop�HOJI8JII,ÍIO IlOHl13H'fC/I pap:HO8I{'fHBHOCTI, rrpo6u. Ilom1memrn 8HTHBHOCTH rrpo61,1 -
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IIOCJJe TOro, HaI, ee flOAI1eprm1 1wpp03110HHOMy ):(eiÍCTBIUO peaHTirna - nporropu;irnHaJJbHO 
rny61rne pa3pyrnennoro rroaepxnoc·moro CJJOH. 

Y CTUHOBIIJJJI OIITIIMUJlbHbTe na pa�rnTpbl RpHIITOHaI(IIH. lfaMepmrn 3alll1CIIMOCTII 11peMem1 
OTHOCHTeJJJ,HOií yAeJJbHOI1 aI{THBHOCTH qeTL1pex BIIAOB CTCHJJU, IIOABepraeMblX ACMCTBHIO 
cyxoro 11 BJJanrnoro B03Ayxa, Jia6opaTopno11 anrnccJiepu, AHCTllJim1po11airnofr BOAbI, O, '1 
11 'ln HCI, 0,01", 0,'1 I! 'ln NaOH. B1,rno AOHa3ano, 'ITO c IIOMOII(b!O rrpeJ.(JiaraeMoro MCTO/\a 
MOilnIO onpeJ:(C.TlllTb ycTOÍÍ' IHBOCTh OTHOCnTeJJbHO BOJ:(bI, HHCJIOT H OCHOBUHl!l�l B TIOJIHOM 
corJiaCUI! C RJiaCCll'JeCIU!MH MCTOJ:(aMH, ycTaHOBJICHHbIMH qexOCJIOB8I(HHMH nopirnMH. Onpe-
1-(CJICHHC C !IOMOII\b!O 85Kr HIIJIHCTCH 6bICTpbIM, BeCbMa qyncTBJ1TeJibHblM II YiW6HblM, Ha­
o6opOT, ycTOi°l'JHBOCTh OTHOCHTCJibHO OCHOBUHHM: MOil:<HO orrpeJ:(CJIHTb IIOCJ10 Aer1cTBIHI 
peaTťl'IIBU B npOA0Jli!{eHH0 OJ:(HOM: MI1HYTbl Ha noaepXHOCTb 2 CM2 opo61,1 np11 Jia6opaTOpHofr 
TOMIIOpaType. 

,I(mr oopeJ:(eJleJII!H ycTOM:'111BOCTJ1 CTeima OTHOCIITCJlbHO BJIIU!HHH aTMOC<pep1,1 AO CHX nop 
HO IIMCOTCR CTUHAHP1:Hb!M: MOTO):\. IIpeJ:(JJaraeMblM cnoco6oM MO)HHO BJIIIHHl!C HTMOcc]jepb! 
onpeJ:(OJJRTb B TC'ICHHe HOCHO.Tll,IHIX J:(HOM. 

lifa peayJlbTaTOB Bl,ITOHaeT, q'fo HCCJJeJ:(yeMLlM MCTOJ:(OM Monmo 3UMCJII1Tl, MCJ:(JlCI-IHJ,JO 
CTHHAHPTflble MOTOJ:\bl orrpeAOJJOHHR ycToiíqHBOCTH CTOHJia ll MOTO):\ Momno npmrnnl1Tb 
Aame II C:-J)"IaC onpel-(enemrn XHMH'JeCHoi'r cToií1wcTI1 :n,rnm1, rJia3yp11 n npyrnx no1�06m,1x 
MaTep11a JOB. 

Puc. 1. Cxe.11a ycma.noei.u 8Mt 60.1i6ap8u.poe1,:u uONa.1iu. 1 - nitocr.ui1 ,Mei.:mpo8, 2 - npo6a, 
3 - 6yr1,1.ep c 85Kr, 4 - aJ.11tn//Hb1,ií yio11,b, 5 - .1iema11,11,ui1eci;:m'í Ca a.q,R, y8a11,enu,R, 
1,uc.10po8a u a.iJonw uiJ am.1tocqjepbl., 6 - cnieJi,q,R,f.tHa,R, oama., 7 - n11,(ununoeb1.ií iwn­
mah·m, 8, 9 - oa.iiyy.1m61e 1.pa.nb1., 10 - npu11iepmoe coe8unenue, 11 - w.wrft. 

Puc. 2. 3a.e11cu.11.ocmb y8e11,b1wi'i a.h:11wonocmu (S) cme,..11,a. om 11po80:tii1cume.tibnoc11w. 60.�16ap8u­
poeh'11 e pa8p,R,8e Tec11,bt. 1 - h'6apwooe cmeh·1w,· 2 - Jena-Schott, 3 - ·sia.l, 4 -
11,11c11wooe cmei;:11,O. 

Puc. 3. llo1rn:>1cenue 011uiocwne1tbnoii a.h·nwer1,oc11w. (Ir) c e&18epi1ci;oií. n.po6 o 8uc11u//l.qupooan­
NOi1 eoae npu 11,a.6opamopnoií. me.1t11epamype. 1 - 1,:oap4eooe cme,..11,O, 2 - Jena-Schott, 
3 - Sia.l, 4 - 11,ucnwooe cmeh:11,O. 

Puc. 4. llorno1ce1we omnocu11teJ1,bH01'í pa8uoa.nnuo1-1ocm11 npo6 (Ir) c ou8epi1c,.-011 o 'l n HCI 
npu .rn6opa.mopnoii me.1inepamype. 1 - i.:oa.pij,e//oe cmeh·11,O 1 2 - Jena-Schott, 3 - Sial. 
4 - 11,1wmoeoe cmei.;Jl,O. 

Puc. 5. llo1tt1:J/Ce1-1u.e om1-1,ocumMbH,Oll ai;:muenocmu (Ir) npo6 c //b18epJ/Ci;:oi'í o 'l n NaOH npn 
.!la6opamopnoií me,1inepamype. 1 - i;:eapifeeoe cmeh'.!l,O, 2 - Jena-Schott, 3 - Sia/, 
4 - .111cmoeoe cmer.11,O. 

A STUDY OF THE CHEMICAL RESISTANCE OF GLASS 
BY MEANS OF THE 85 K r  RADIONUCLIDE 

Viktor Jesenák, Juraj Tolgyessy, Štefan Varga, Bohumil Síleš 

Department oj Inorganic 'l'echnology, 
Depa,rtment oj Radiochemistry ancl Racliation Ghemistry, 

Department oj Analytical Ghemistry 
Slovak Technical University, Bratislava 

The possibility was studied oť determining the resistance oť glasses to atrnospherical 
effects, water, acids and alkalies by using the 85Kr radionuclide. The radionuclide was 
incorporated into the glasses in a Tesla discharge, and the nuclide penetration depth 
arnounted to about ten rnicrograms per square centimeter. Destruction of the surface 
glass layers by chernical or physical effects brings about liberation of an aliquote proportion 
of the krypton and the sample radioactivity will proportiona.Ily decrease. The fa.li of the 
sarnple activity ťollowing its exposure to corrosive effects is proportional to the thickness 
of the destroyed surface layer. 

The optimum pararneters of kryptonation were deterrnined. The tirne dependences 
were established of the relative specific activity oť ťour types of glass exposed to the 
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effects of dry and moist air, laboratory atmcisphere, distilled water, 0.1 and 1 N HCl, 
and 0.01, 0.1 and 1 N NaOH. The investigations have shown that the suggested method 
may be employed for determining the resistance of glass to water, acids and alkalies in 
a satisfactory agreement with the classical methods specified by Czechoslovak standarcls. 
The determinations using 85Kr are rapid, highly sensitive and simple. For example, the 
resistance to alkalies can be determined after a one-minute exposure of a 2sq. cm sample 
surface to the agent at room temperatura. 

There has so far been no standard method for determining the resistance of glass to 
atmospherical effects. The suggested method allows to establish the effects of atmosphere 
within a couple of days. 

The results have ahown that the suggested method can replace the tedious standard 
methods for determining the resistance of glasses, and that the method is equally suitable 
for assessing the chemical resistance of enamels, glazes and other similar materials. 

Fig. 1. Diagram oj tht apparatus jo1· ion bombardment: 1 - fiat electrode, 2 - sample, 
3 - storage tank for 85Kr, 4 - activated charcoal, 5 - metal Ca for eliminating oxygen 
and nitrogen jrom the atmosphere, 6 - glass wool, 7 - Pt contact, 8, 9 - vacuum cocks, 
10 - glass joint, 11 - gla11s joint. 
Fig. 2. Dependence oj specific activity S oj glassea on the time oj exposure to Tesla discharge. 
1 - quartz glass, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - sheet glass. 
Fig. 3. The decrease oj relative activity (Ir) in terms oj the time oj exposure, samples in 
distilled water at room temperature. 
1 - quartz glass, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - sheet glass. 
Fig. 4. The decrease oj relative activity oj samples (Ir) in terms oj their time oj expos-ure to 
1 N HCI at room temperature. 
1 - quartz glas11, 2 - Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - sheet glass. 
Fig. 5. The decrease oj relative activity oj samples (Ir) in terms oj their time oj exposure to 
1 NN aOH at room temperatu1·e. 1 - quartz glass, 2 -Jena-Schott, 3 - Sial, 4 - sheet glass. 
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